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背景：グラフェン表面への物質吸着は、極薄のために表面効果が大きいことを利用したセンサ技

術への展開が期待されている。このようなセンシングの応答速度は、グラフェン上へのセンシ

ング対象分子の吸着速度に強く依存する。本講演では、表面をシランカップリング剤で化学修

飾して親水性を制御した SiO2/Si基板上にグラフェンを転写し、水分子を含有する雰囲気に曝

した際の吸着速度論的測定の結果について報告する。 

実験：図 1 に実験の模式図を示す。試料は、化学気相成長

法で合成した単層グラフェンを SiO2/Si基板上に転写し

て作製した。SiO2/Si 基板は、Hexamethyldisilazaneおよ

び 3-Aminopropyltriethoxysilane を用いてそれぞれ疎水

性および親水性になるよう表面修飾したものを用意し

た。グラフェン上に Au 電極を真空蒸着により形成し

た。試料を N2ガスで内部を置換したチャンバー中に設

置し、室温、大気圧下において N2ガスで希釈した水蒸

気（411 ppm）を導入しながら、ケルビンプローブによ

ってグラフェンの表面ポテンシャルを測定した。 

結果：図 2 に表面ポテンシャルの時間変化を示す。図中青

色の区間で水蒸気を導入した。疎水性の試料は表面ポ

テンシャルの変化が飽和するまでおよそ 1000秒程度か

かったのに対し、親水性の試料は 200 秒程度で飽和し

た。このことから、基板表面を疎水性に修飾した試料

は、親水性に修飾した試料に比べてグラフェン表面に

水分子が吸着される速度が遅くなることが分かった。

また、水分子への曝露を止めると、疎水性基板上では元

の値まで回復したのに対し、親水性基板上では完全に

は戻りきらないことも分かった。以上のことから、セン

サ応答速度の観点からは親水性基板が、リカバリのしやすさの観点からは疎水性基板が適し

ているといえる。 

Fig. 1. Measurement setup. 

Fig. 2. Time evolution of surface potential. 
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